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※概要（Summary）： 

大面積光学素子の微細構造を高速で転写するには

ローラ成形が有用である．高速な現象のため最適なパ

ラメータを得る必要がある． 

 
※実験（Experimental）： 

高速大面積電子線描画装置を用いて酸化膜付き Si

基板上に電子ビームレジストをパターニングし，反応

性イオンエッチング（RIE）を用いて酸化膜を貫通さ

せた．次に酸化膜をマスクにして，KOH で Si を異方

性エッチングした．正方形のマスクから逆ピラミッド

形状の Si が作製できる．これを原版にしピラミッド

形状の Ni 電鋳型を作製した．この Ni 電鋳型をロール

成形装置の加熱ロールに巻きつけ固定し，ポリメチル

メタクリレート(PMMA)について，温度・送り速度・

転写圧力と転写率との関係を調べた． 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 図 1 にロールを押し付けた部分の加熱・充填・冷却・

離型の概要を示す．これらの現象が高速に，あるいは

同時に起きるため，直接観察することは難しい．成形

されたパターンを観察することで，ロール成形のどの

パラメータがきくかを考察する． 

 
図１．ロール成形における樹脂の現象の概要 

 

 図２に，PMMA の転写率のロール温度の影響を示す．

PMMA のガラス転移点は 90℃程度であるが，成形す

るためには 110℃以上のロール温度が必要であった．

だが転写率は 70%にとどまり，温度を 140℃に上げる

と転写率は下がってしまった．これは，離型前に樹脂

が十分に冷却されていなかったため，離型直後にリフロ

ーしてしまったと考えられる． 

 

図２．送り速度 500mm/min に固定したときの PMMA の

転写率の温度の影響 

 
※その他・特記事項（Others）： 

 より効率良く冷却するためのシステムの設計を行う

必要がある． 
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